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Проблема

• Миниатюризация

• Снижение энергопотребления

• Повышение производительности
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Решение
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Продукт

ВЧ-разряд в полом катоде, как источник 

низкоэнергетичных ионов с энергией порядка 1 эВ для 

технологий атомно-слоевого травления  поверхности 

твердого тела. 
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Конкуренты

Параметр Создаваемый продукт US Naval Research Laboratory Lam Research

Одновременная работа как в 

режиме плазма- так и в режиме 

термо- стимулированного АСО

Да Нет, необходим отсекающий клапан. Нет, необходим отсекающий клапан.

Энергия ионов 0,7-1 эВ Различные модификации Различные модификации

Изотропность травления Равномерная глубина и 

ширина дорожек и 

отверстий

Проблемы с изотропностью при переходе к 10 нм 

барьеру

Проблемы с изотропностью при 

переходе к 10 нм барьеру

Тип разряда Полый катод (ВЧ-

разряд)

Постоянный ток (недостатки: нагрев, высокое потребление энергии)

Высокая плотность ионов на 

выходе источника плазмы с 

возможностью изменения 

Да Постоянное значение Постоянное значение

Возможность модификации

конструкции источника под 

потребности заказчика

Да Дорого и долго Дорого и долго

Страна-производитель РФ США США
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Рынок

Gartner - мировой доход от продажи 

полупроводниковой продукции в 2021 году достиг 

595 млрд долларов. Это на 26,3% больше, чем в 

2020 году
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Бизнес-модель
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Текущие результаты

Опыт команды в выполнении НИОКР и 

коммерциализации инновационной 

продукции:

2020 Plasma Sci. Technol. 22 125403

https://doi.org/10.1088/2058-6272/abbb78

Пат. 2722690 Российская Федерация, МПК H 01 J

27/06, Н 01 J 37/301.
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Текущие результаты

2020 Plasma Sci. Technol. 22 125403

https://doi.org/10.1088/2058-6272/abbb78

Пат. 2722690 Российская Федерация, МПК H 01 J

27/06, Н 01 J 37/301.

Представлены ювелирные изделия с нанесёнными на них 

барьерными покрытиями в виде осаждаемых плёнок Al2O3, TiO2, 

TiON, TiOxVy, TiN, AlN, AlON и др., а также антибактериальные 

покрытия на основе TiO2

Слой SiC с левой зоны, 

правой зоны и сверху 

имеет толщину 44,5 нм, 

46,5 нм и 45,5 нм, 

соответственно, что 

свидетельствует о 

высокой равномерности 

пленки SiC на 

поверхности со сложной 

топографией.
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Планы развития
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Интеллектуальная собственность
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Финансы
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Заинтересованы в привлечении 8 млн. руб. инвестиций (субсидий) для проведения 

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок для отработки 

технологии генерирования плазмы при более высоких мощностях, для закупки 

комплектующих и ФОТ сроком на один год. 

Прогнозные финансовые показатели

Годовая выручка, млн руб. – 10 EBITDA, млн руб. – 3

NPV, млн руб. – 10

Срок окупаемости, мес. - 36

Предложение для инвестора
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Команда
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Контакты
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